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3-6. 有機 ELプロセス技術 

 有機ELを作製するプロセスには、ドライプロセス（真空プロセス）とウェットプロセス（溶液プロセス）と

がある。本節では、この２つのプロセスに加え、レーザーを用いた RGB パターニング技術について説

明する。 

 

3-6-a) ドライプロセス（真空プロセス） 

 

ドライプロセス（真空プロセス）は、有機 EL デバイスの製造に用いられる最も一般的な手法である。

有機膜や陰極を成膜する真空プロセスとしては、通常は、真空蒸着が用いられる。 

用いられる有機材料は真空成膜できることが条件となるため、通常は、低分子材料が用いられる。 

 

 

 

 

 

 

真空蒸着には、蒸着の手法によって、以下の３つの方式がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substrate

Organic material

Crucible

Organic material

Crucible

Substrate

Metal mask

Point source Linear source Planar source

Point source Linear source Planar source

Material yield Low High High

Adequate 
substrate size

G2~G4 G4~G8 G4~G8

Adequate mass
production

Medium amount
Large amount / 

Few kinds
Medium amount /

Many kinds



【有機デバイスコンサルティング(ORGDEC)/向殿充浩】                                   [技術講座/有機 EL] 

 

2 著作権表示 © 2023年 有機デバイスコンサルティング（ORGDEC） All Rights Reserved. 

3-6-b) ウェットプロセス（溶液プロセス） 
 

ウェットプロセス（溶液プロセス）は、有機材料を溶液状態で基板上に成膜するプロセスである。材

料としては、高分子材料がもっとも一般的であるが、低分子材料、デンドリマー材料なども使用可能で

ある。 

＜ウェットプロセスの分類＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜スピンコーティング＞                 ＜スリットコーティング＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜インクジェット＞ 
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＜ノズルプリンティング＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜レリーフプリンティング＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-6-c) レーザーパターニング 

有機 EL発光材料の RGB塗り分けのため、レーザーパターニングプロセスが報告されている。 

 

＜LITI (Laser Induced Thermal Imaging)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜LIPS (Laser-Induced Pattern-wise Sublimation)＞ 
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